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В роботі розглядається питання оцінки ефективності застосування об'ємних мікрохвильових резона-
торів з азимутальною симетрією для оцінки концентрації електронів у низькотемпературній плазмі. При
діагностиці низькотемпературної плазми у вільному просторі, як правило, відсутня явно виражена азиму-
тально-симетрична форма області плазми, яка підлягає дослідженню. Тому більш ефективним є застосу-
вання частково відкритих азимутально-симетричних мікрохвильових резонаторів, які за рахунок констру-
ктивних особливостей здатні забезпечити потрапляння згустків плазми довільної форми в їх об'єм. Обґру-
нтовано вибір циліндричного коаксіального чвертьхвильового і біконічного мікрохвильових резонаторів
для вимірювання параметрів низькотемпературної плазми в умовах відсутності магнітних полів. Мета
роботи – порівняльна оцінка максимально можливої чутливості резонансних параметрів коаксіального
чвертьхвильового циліндричного і біконічного резонаторів до зміни об'ємної концентрації електронів у
низькотемпературній плазмі. Методом кінцевих елементів проведено комп'ютерне моделювання електро-
динамічних процесів в коаксіальному чвертьхвильовому і біконічному мікрохвильовому резонаторах, які
заповнено низькотемпературною плазмою. Отримано оцінки впливу зміни параметрів плазми на комплек-
сні коефіцієнти відбиття і передачі електромагнітних хвиль в чвертьхвильовому  коаксіальному і біконіч-
ному резонаторах. Числові дослідження проводилися в припущенні, що об'ємна концентрація електронів в
плазмі змінюється в діапазоні від 1·1010 1/м3 до   1·1013 1/м3. Показано ефективність застосування вимірюва-
льних систем на основі досліджених мікрохвильових резонаторів для вимірювання концентрації електро-
нів в низькотемпературній плазмі. Проведено порівняльний аналіз максимально можливої чутливості
резонансних частот мікрохвильових резонаторів до зміни об'ємної концентрації електронів в плазмі. По-
казано, що очікувана найбільша чутливість резонансних параметрів мікрохвильового біконічного резона-
тора до зміни концентрації електротонів в низькотемпературній плазмі у біконічного резонатора майже
вдвічі вище, ніж у чвертьхвильового коаксіального резонатора.
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